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【はじめに】 

大気圧プラズマ液体相互作用の応用において重要

な OH ラジカルは，気相から液相に輸送されて様々

な化学反応を誘起すると考えられているが，液相内

での密度分布を測定する方法がない.これまで液相

における OH ラジカルの新たな検出法としてルミノ

ール化学発光に着目した．ルミノールは液中で O2-

と反応して発光を生じるが，液中では OH が O2
-に変

換されることから、音響化学の分野では OH の検出

法として利用されている．ルミノール化学発光では

既存の化学プローブ法と違い，リアルタイムでの

OH の密度分布を推定できる利点がある.本研究では

液体電極を用いた直流グロー放電において，化学プ

ローブ法を用いた OH の生成レートとルミノール化

学発光の相関について調査した． 

【実験方法】 

実験装置を図 1 に示す．金属ノズル電極と液体電

極を用いた大気圧グロー放電を用い，液体電極の極

性を陽極，陰極としてそれぞれ実験を行った．大気

圧空気中で安定したプラズマを生成するために、ヘ

リウムガス流をノズル電極から噴出している．溶液

には濃度 1mM のルミノール溶液を用い、図１のよう

にして化学発光強度を測定した[1]．化学プローブ

法の実験では溶液に 100 mM のテレフタル酸（TA）

溶液を用いた．TA との反応が OH の主な損失過程と

仮定できるとき、プラズマ照射によるヒドロキシテ

レフタル酸(HTA)の生成レートは OH の生成レートと

一致することが知られている [2]波長 310nm の LED

光の照射によって誘起される蛍光の強度を測定する

ことにより、HTA の濃度を求めた.TA 溶液にある時

間プラズマを照射し、照射時間と HTA 濃度との間の

比例関係を確認した上で、HTA の生成レートを求め

た. 

【実験結果と考察】 

図 2 にプラズマ照射中のルミノール化学発光強度

と HTA の生成レートの相関を示す．HTA 強度，ルミ

ノール発光強度共に液体陰極放電の方が液体陽極放

電よりも高く、電流の増加とともに両強度は増加す

る.液体陰極放電では発光強度は OH の生成レートの

2 乗に比例しているが、これは化学発光の反応経路

と反応レートを考慮すると妥当であり、ルミノール

の発光強度は OH の生成レートを表すと考えられる

[3].一方液体陽極放電では水和電子のようなＯＨ以

外のものが原因であると考えられる. 
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図 1 ルミノール化学発光の計測図 
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図 2 HTA の生成レートとルミノール化学発光強度の相関 
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